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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、従来のデジタルホログラフィに用いられるウォラストンプリズムと比
較して偏光分離角度が大きく、波長依存性が小さな円偏光分離メタレンズの開発を
目的とする。円偏光分離メタレンズは、ガラス基板上に長方形の窒化シリコン柱を
周期的に回転角を持たせて配列しすることでにより、偏光分離機能と集光機能を同
時に満たす。メタレンズの製作において、窒化シリコン柱のパターン描画およびエッ
チングを行うために、ARIM東京大学武田クリーンルームの装置を利用した。また、
製作したメタレンズの構造をARIM東京大学武田クリーンルームの高精細電子顕微
鏡を用いて観察した。

実験
Experimental

【利用した主な装置】 超高速大面積電子線描画装置（F7000S-VD2)、凡用高品
位ICPエッチング装置(NE-550)、高速シリコン深堀エッチング装置（MUC-21 ASE-
Pegasus）、高精細電子顕微鏡（Regulus 8230）

【実験方法】
本研究では、表面に2000nmの窒化シリコンが成膜された20mm角のテンパックス
ガラス基板上に、ポジ型のEBレジストZEP-520A-7を塗布し、窒化シリコン柱の配
列パターンを超高速大面積電子線描画装置（F7000S-VD2）により描画した。次に、
現像を行い、東京農工大学にてクロム蒸着、リフトオフを行った。その後、柱形状
を形成するため、凡用高品位ICPエッチング装置(NE-550)もしくは高速シリコン深
堀エッチング装置（MUC-21 ASE-Pegasus）を用いて窒化シリコン膜のエッチング
を行った。最後に、完成したメタレンズに対し高精細電子顕微鏡（Regulus 8230）
を用いて構造の形状観察・評価を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 1 にメタレンズの構造を高精細電子顕微鏡（Regulus 8230）により観察した結
果を示す。Fig. 1 より高さ2000nmの高アスペクト比な柱の製作に成功したことが
分かった。一方で、柱が逆テーパ形状になっていることや、構造の一部が欠落して
いることも確認された。そのため、今後も引き続きパッシベーションとエッチング
の比率の変更や使用しているガスの比率の変更など、エッチングの条件を改善して
いく必要がある。
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Fig. 1 SEM image of fabricated metaatoms (a) Top view, (b) Oblique view
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